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令和３年４月、５月合併号となります。
ISO/TC172SC1分科委員会
２０２２年５月２５日（水）午前、ISO/TC172/SC1分科委員会が港区芝公園の機械振興会館会議室で行われました。
議題は、以下の通り。
1. SC1活動報告
(1) WG1活動報告
(2) WG2活動報告
(3) WG3活動報告
(4) WG4活動報告
2. 国際WEB会議報告
3. 令和３年度収支報告・監査報告
4. その他
以下は、松山SC1分科委員会委員長の報告書からの抜粋です。
1. 構成
議　長：Dr. Richard Youngworth（米国: Riyo LLC）
事務局　(Committee Manger) ：Clara Engesser（ドイツ DIN）

メンバー(2021/9現在)：

· P（Participating）メンバー（活動会員）：
ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、スイス、英国、米国　（12カ国）

· O（Observing）メンバー（傍聴会員）：
オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、セルビア、スロバキア、スペイン（11カ国）
· Oメンバーから香港が除外された。
WG：
WG1: General optical test methods

      　Convenor: Eckhard Langenbach (スイス、FISBA)　
国内主査：吽野靖行(キヤノン) 

WG2: Preparation of drawings for optical elements and systems

      　Convenor:　 Richard N. Youngworth（米国：Riyo LLC）　
　　　　国内主査：富岡誠(オリンパス)　 

WG3: Environmental test methods

      　Convenor: Michel Honlet（ドイツ,Cassidian社）
　　　　国内主査：徳田憲昭（ニコン）

WG4: Data transfer：Contents and management

      　dormant(休眠状態)であるが、下記Ad-Hoc Groupが活動。
Ad-Hoc Group： NODIF and PLIB　
Convener：Toshiya Takitani, Junji Kamikubo
国内主査：上窪淳二（ホヤ）、瀧谷俊哉（コニカミノルタ）
後述するが、2021/11/18のAd-Hoc Group国際会議、および12/1のSC1 Plenary

Meetingにて活動のいったん終了が合意された。
2. 活動状況

2.1 国際会議
SC1全体会議 (Plenary meeting)、WG1、WG2、WG3、Ad-Hoc Groupの分科会、およびWG1-WG2合同会議が2021/11月2日から12月2にかけてWeb会議方式にて開催された。以下に全体会議(Plenary meeting)について報告する。
【開催場所】
ZoomによるWeb会議
【参加国(出席者数)】
SC1 Chair


Richie Youngworth (米国)
Committee Manager

Clara Engesser (ドイツ)
AHG1


Toshiya Takitani, Junji Kamikubo (日本)
WG3



Michel Honlet
SC3



Noriaki Tokuda (日本)
フランス(1)


Michael Bray

米国
(5)


David Aikens, Patrick Augino, Eric Herman, Jennifer
Michels, Ray Williamson, Richie Youngworth (SC1 Chair)

ルーマニア(1)

Dana Granciu

英国
(1)


Peter MacKay

ドイツ(3)


Rainer Frick, Steffen Torsten Goletz, Dirk Jahn

スイス(1)


Eckhard Langenbach (WG 1 Convenor)

日本
(6)


Tomoyuki Matsuyama, Takahiro Mogi, Michiaki 
Saito,　Makoto Tomioka, Masato Shibuya, Yasuyuki 
Unno
【主な議決事項】
WG1関連：
· RESOLUTION 7/2021

ISO/TR WD 14997-2 “Optics and photonics — Test methods for surface imperfections of optical elements — Part 2: Machine vision”

今後の予定として、2022/1/10までにDTR（最終ドラフト）を回覧開始、そして投票を行う。その際に、技術的な修正は認められない。
· RESOLUTION 8/2021

ISO/PWI 6319 “Optics and Photonics – Veiling glare, stray light and ghost reflections”

現時点では、本件はPWIステージに留めることで合意された。
· RESOLUTION 9/2021

Systematic Review of ISO 9336-1 “Optical transfer function —Application — Part 1: Interchangeable lenses for 35 mm still cameras”

今後アドホックグループを結成し、SC1からTC42に移管すべきものを調査した上で、TC42との調整を開始する。
今回のSRとして、今後5年間の継続が決定された。
· RESOLUTION 10/2021

Systematic Review of ISO 517 “Photography —Apertures and related properties pertaining to photographic lenses — Designations and measurements”

本件も上と同様カメラに特化した内容のため、TC42への移管を調整する。
今回のSRとして、今後5年間の継続が決定された。
· RESOLUTION 11/2021

写真関係の規格をSC1として維持作成すべきかを検討するために米国主導でAHGを立ち上げる
· RESOLUTION 14/2021

ISO/WD 14999-4 “Optics and photonics — Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of tolerances specified in ISO 10110”

今後の進め方として、現時点ではＣＤに移行せずに、ＷＤで再度の原稿回覧・コメント収集を行うことで合意された。来年2月末までにＰＬが新たなWD原稿を作成し、4/1回覧を開始する。8/1にCD回覧
WG2関連：

· RESOLUTION 12/2021

ISO/CD 10110-16 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 16: Diffractive surfaces”

今回の議論結果及びコメントの方向づけ結果を基にPLがDIS Draftを作成し、その後DIS Ballotが行う。
· RESOLUTION 13/2021

ISO/WD 10110-5 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 5: Surface form tolerances”

今回の各国コメントの方向づけ結果、討議内容を元に、Project Leadersが2nd WDを2/E目標で作成し、4月頃に2nd WDの配布とチェックを行う。また、2022/5に予定されているWeb-Meetingの中で詳細討議してCDに反映する。
· RESOLUTION 15/2021

ISO/PWI 10110-6 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 6: Centering tolerances”

WDへの移行は基本認められたが、投票締め切りから本Web-Meetingまで２日間しかなく、各国コメントに対してPLが検討する時間がなかったため、2022/2/8にWG2 Web-Meetingを開催して、この場で各国コメントに対する方向づけを行う
· RESOLUTION 16/2021

SR: ISO 10110-9 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 9: Surface treatment and coating”

今回はconfirm

· RESOLUTION 17/2021

SR: ISO 10110-11 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 11: Non-toleranced data”

Reviseとする。ただし、ISO 10110-18:2018の新規Notationに合わせた修正のみで、Scope変更や規格内容の変更は伴わないので、いきなりCD Draft作成から始める。
WG3関連：

· RESOLUTION 18/2021

ISO/CD 10109 "Optics and photonics – Guidance for the selection of environmental tests”

CD回覧　2022/1/15

· RESOLUTION 19/2021

ISO 9022-3 "Optics and photonics – Environmental test methods – Part 3: Mechanical stress”

Editorial 微修正の上発行用原稿準備　2022/1/31

· RESOLUTION 20/2021

SR 9022-1: 2016 “Optics and photonics – environmental test methods – part1: Definitions, extent of testing”

Confirm

· RESOLUTION 21/2021

SR ISO 9022-9: 2016 “Optics and photonics – environmental test methods – part9: Solar radiation and weathering” 

Confirm

· RESOLUTION 22/2021

SR ISO 9022-23: 2016 “Optics and photonics – environmental test methods – part23: Low pressure combined with cold, ambient temperature and dry or damp heat” 

Scopeは変えずにRevise

WD初版を4/1から回覧予定
· RESOLUTION 23/2021

SR ISO 9022-2: 2015/DAMD1 “Optics and photonics – environmental test methods – part2: Cold, heat and humidity” 

SR ISO 9022-2: 2014/DAMD 1“Optics and photonics – environmental test methods – part4: Salt mist

Scopeは変えずにRevise

WD初版を1/31から回覧予定
Ad-Hoc グループ会議報告“NODIF and PLIB” 関連
日本の瀧谷氏、上窪氏がリーダーとして行ってきているNODIFとPLIBに関するAd-Hocグループ。今回、ISO25297-1:2021 “Optics and photonics – Electronic of optical data – Part1: NODIF information model” とISO 25297-2:2011 “Optics and photonics – Electronic of optical data – Part2: Mapping to the classes and properties defined in ISO 23584” のSystematic Reviewおよび、これまでの本AHGの活動内容と今後の方針について11/18に議論した。瀧谷氏から、本活動はISO/TC184関連作業(STEPとPLIB)の進捗に依存するため、現段階では本AHGとして先に進めることが困難であるとの説明を行った。上記二件のSRについて今回はConfirmとし、次回SR時に再度、活動を再開すべきかどうかを判断することを提案。本提案（以下Resolution 24/2021, 25/2021）は米国の棄権以外の参加メンバーに承認された。
· RESOLUTION 24/2021

SR ISO25297-1:2021 “Optics and photonics – Electronic of optical data – Part1: NODIF information model” & ISO 25297-2:2011 “Optics and photonics – Electronic of optical data – Part2: Mapping to the classes and properties defined in ISO 23584” 

Confirmとし、５年後にSTEPとPLIBの完成度が上がった後にプロジェクトを再開させる。
· RESOLUTION 24/2021

Ad-Hoc Group “NODIF and PLIB” – Closure

ISO/TC 184でのSTEPとPLIBの進行具合をみると、本Ad-Hocグループの活動を進めるにはその完成度が十分でないことを鑑みた上、これまで5年間のこの活動への参加者およびリーダーに感謝しつつ一旦この活動はSTEPおよびPLIBの完成度が上がるまでクローズとする。
【主な議決事項、特記事項など】
光学機器がますます高精度・高性能になり、新たな設計法・加工法・計測法も発展しており、光学素子の面精度、面粗さ、表面欠陥の測定法、及びそれらの図面表記法の重要性が一層高まってきている。一方、ISOの議論の中では、一般性にかける表記法や、物理的な意味合いと整合しない分類等が提案される場合があり、日本としては、国内事情も反映しつつ、より一般性や物理的な意味合いとの整合性を意識しながら議論に参加していきたい。
WG１では、これまで議論してきた研磨面欠陥検査に関するマシンビジョンや分光計測について最終ドラフト（技術的な修正は認められない）に進むことが確認された。
WG1/WG2合同会議では面形状表記法、波面形状表記法、それらの波面計測法の今後の進め方を継続議論した。回折面(Diffractive surface)の新規格については日本からより包括的で系統的な分類を提案し議論した。一部日本の主張を取り入れつつも、全体としての厳密性よりも、規格としての使いやすさを考慮した内容で進めることで合意した。
2.2 国内会議
(1) SC1分科委員会：2021年7月20日、機械振興会館(Web会議併設)

分科会会長と各WG主査から、2021年度の活動報告を関連業界に行った。
3. 発行された国際規格 (2020/10-2021/9)
(1) ISO 15368 (WG1) “Optics and photonics — Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements”

(2) ISO 9022-3/Amd 1: “Optics and photonics-Environmental test methods-Part3: Mechanical stress-Amendment 1

4. 規格案投票関係 省略
5. 現在審議中の主な案件
(1) ISO/WD 14999-4 “Optics and photonics — Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of tolerances specified in ISO 10110”

· ISO10110で規定される公差（波面と面形状に関する）の解釈に関する内容。PLはドイツ。2020年のSRで改訂が決定され、NPステージを経て2021年3月31日付でWD移行。
· 非干渉方式（主に触針）も対象にすること、ISO 10110-14, ISO 10110-5（WG2担当）との整合性を高めることが改訂の目的。現在ISO 10110-5の改訂作業も並行して進行中。
· 国際会議では、WDドラフトに対して活発な議論が行われた。日本も多くのコメントを出しており、特に誤差量の扱いに関して米国と意見が対立している。ＷＤとして再度の原稿回覧・コメント収集を行うことで合意され、現在PLが改訂版作成中。

(2) SR：ISO 9336-1 “Optics and photonics — Optical transfer function — Application — Part 1: Interchangeable lenses for 35 mm still cameras”
· フィルムカメラのOTF計測に関する内容。2010年発行で、今回は2回目のSR。
· SR投票の結果は、Confirm：6ヵ国、Revise/Amend：1ヵ国、Abstain:4ヵ国。日本は当初Withdraw（廃止）を選択したが、積極的に廃止を主張するものではないため、会議の場でAbstainに変更。SRとして今後5年間の継続が決定された。
· Abstainの米国から、本件はカメラに特化した内容のためTC172/SC1（担当：一般的光学試験方法）で扱うのが適切でないとの意見が出て、TC42への移管を試みることになった。TC42との調整を開始。

6.その他　省略
中央職業能力開発協会　特級光学機器製造第一回委員会
令和４年４月１２日（火）午前１０時３０分～１７時００分、WEB会議により　中央職業能力開発協会に主催による特級光学機器製造第一回委員会が行われました。
ご出席は、キヤノン㈱、㈱ニコン、オリンパス㈱、トプコン㈱、の委員の方々とともに、当協会からも事務局長が参加いたしました。
議題は、令和４年度の特級光学機器製造に関連する内容です。
令和４年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
（令和４年４月１３日付）
（厚生労働省発基安０４１３第２９号）
(以下抜粋)
　厚生労働事務次官より、当協会会長宛に以下の協力要請がございました。以下に抜粋を記します。

　労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜り深く感謝申し上げます。
厚生労働省におきましては、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安週間を主唱しております。
　本年も「令和４年度全国安全週間実施要綱」に基づき、７月１日から７月７日までを安全週間、６月１日から６月３０日までを準備期間として、


「安全は、急がず焦らず怠らず」

をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。
　就きましては、この週間の趣旨をご理解いただき、関係機関及び傘下の団体等に対する周知等各段の御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和４年２月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	147,775
(0.85)
	8,204
(0.85)
	238,948
(0.80)
	143,686
(0.74)
	9,765
(0.78)
	234,244
(0.81)
	170,458
(0.91)

	フィルム

カメラ
	5,645
(0.82)
	6,886
(0.81)
	5,542
(1.09)
	8,685
(1.12)
	11,057
(1.17)
	4,747
(0.79)
	10,287
(0.89)

	交換レンズ


	146,750
(1.13)
	9,147
(1.24)
	292,766
(0.90)
	245,050
(0.94)
	13,606
(1.27)
	178,407
(0.96)
	923,713
(1.09)

	光学・精密

測定機
	27,652
(1.24)
	5,404
 (1.20)
	-
	27,971
(1.25)
	5,793
(1.46)
	-
	81,859
(1.58)

	光分析機器


	13,817
(1.02)
	19,314
(0.97)
	-
	13,556
(1.01)
	19,705
(0.98)
	-
	8,687
(1.29)

	測量機


	 3,482
(0.92)
	607
(0.96)
	-
	10,984
(0.97)
	1,573
(1.58)
	-
	8,636
(0.95)

	合　計


	  -    


	49,562
(0.98)
	-
	-

	61,499
(1.07)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

令和４年３月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	125,818
(0.52)
	6,249
(0.46)
	216,752
(0.48)
	157,231
(0.59)
	11,471
(0.70)
	213,651
(0.52)
	142,146
(0.70)

	フィルム

カメラ
	7,471
(0.94)
	9,868
(0.97)
	7,970
(0.90)
	8,619
(1.03)
	11,470
(1.04)
	6,116
(0.88)
	10,933
(0.84)

	交換レンズ


	186,795
(1.14)
	11,374
(1.24)
	311,861
(0.71)
	282,934
(0.81)
	14,762
(1.06)
	190,339
(0.75)
	951,816
(1.12)

	光学・精密

測定機
	29,681
(1.21)
	6,685
 (1.05)
	-
	37,544
(1.33)
	8,101
(1.21)
	-
	76,153
(1.56)

	光分析機器


	15,227
(0.96)
	27,490
(1.14)
	-
	15,778
(0.98)
	30,739
(1.13)
	-
	8,379
(1.25)

	測量機


	 4,787
(0.96)
	739
(0.98)
	-
	13,366
(0.84)
	1,742
(0.88)
	-
	7,857
(1.08)

	合　計


	  -    


	62,405
(0.97)
	-
	-

	78,285
(1.01)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注1） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　

　注２）　平成２５年１月より「写真用品」「双眼鏡」「顕微鏡」は経済産業省データ削除により掲載不可
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